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Additive manufacturing (AM) allows the production of complex shape and structures without molds directly from a three-dimensional (3D) computer aided design (CAD) model. Direct Metal Laser Sintering (DMLS) is an AM technology that enables the manufacturing of 3D components from metal powders.  It offers several advantages, such as the integration of RF functionalities in a single part with complex shape, minimization of mass and envelope, reduction of lead time and costs. However, the application of DMLS to the manufacturing of passive waveguide components is currenlty limited by some technological aspects. The most important factors to evaluate are roughness, accuracy, electrical conductivity and repeatability. In order to assess the impact of these parameters on the RF performance, test lines in Ka and Q-bands, and a resonant cavity in Ku/K band has been designed. Then, two different Ku/K-band filters have been designed and tested. An aluminum alloy (AlSi10Mg) and a titanium alloy (Ti6Al4V) have been used in this work, both processed via an EOSINT M270 Xtended machine.



ADDITIVE MANUFACTURING OF METAL PASSIVE WAVEGUIDE COMPONENTS / Lumia, Mauro; Lorusso, Massimo. - ELETTRONICO. - (2016), pp. 79-82. (Intervento presentato al  convegno XXI RINEM – RIUNIONE NAZIONALE DI ELETTROMAGNETISMO tenutosi a Parma nel 12 – 14 settembre 2016).
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				Abstract

				Additive manufacturing (AM) allows the production of complex shape and structures without molds directly from a three-dimensional (3D) computer aided design (CAD) model. Direct Metal Laser Sintering (DMLS) is an AM technology that enables the manufacturing of 3D components from metal powders.  It offers several advantages, such as the integration of RF functionalities in a single part with complex shape, minimization of mass and envelope, reduction of lead time and costs. However, the application of DMLS to the manufacturing of passive waveguide components is currenlty limited by some technological aspects. The most important factors to evaluate are roughness, accuracy, electrical conductivity and repeatability. In order to assess the impact of these parameters on the RF performance, test lines in Ka and Q-bands, and a resonant cavity in Ku/K band has been designed. Then, two different Ku/K-band filters have been designed and tested. An aluminum alloy (AlSi10Mg) and a titanium alloy (Ti6Al4V) have been used in this work, both processed via an EOSINT M270 Xtended machine.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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